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مراجع اصلی

ند لایه با استفاده از پوشش های چتیتانیوم -نیکلاصلاح سطح آلیاژ 
نیتریدی به روش رسوب دهی فیزیکی بخار

پوششدوتیتانیوم،-نیکلآلیاژسطحاصلاحبه منظورپژوهش؛ایندر
وTi/TiN)متفاوتچندلایهمعماریباتیتانیومپایهنیتریدی

Ti/TiN/TiAlN)روشبهپارامترها،بهینه سازیومطالعهازپس؛
رویبر،(CAE-PVD)کاتدیقوستبخیربابخارفیزیکیرسوب دهی
ررسیببرایسپس،.شدنددادهرسوبتیتانیوم،-نیکلزیرلایه های

تیتانیوم،-نیکلآلیاژخواصبرآن هاتاثیروپوشش هاخواص
،XRDوFE-SEM،EDSآنالیزهایشاملمشخصه یابیآزمایش های

و،زرویکسختی سنجیوسیراکولچسبندگیمکانیکیتست های
و(EIS)الکتروشیمیاییپدانسامطیف سنجیخوردگیتست های

؛(PBS)ینسالفسفاتبافرمحلولدرپتانسیودینامیکلاریزاسیونپ
وربه طپوشش دوهرکهمی دهندنشاننتایج.شدندتحلیلوانجام

کاهشرانیکلیون هایانتشارنتیجهدروسطحخوردگیمؤثری
اینازترموثروبادوام تر ایمن تر ،استفادهزمینه سازبهبود،این.داده اند

.استزیست پزشکیپیشرفتهکاربردهایدرآلیاژ

درمطلوبمقاومتوپایینیانگمدولبالا،سوپرالاستیسیتهحافظه داری،خاصیتچونخودمنحصربه فردخواصدلیلبهتیتانیوم-نیکلحافظه دارآلیاژهای
بسیارروقیعقلبیوارتوپدیایمپلنت هایکاربردبرایوکرده اندپیدازیست پزشکیحوزهازجملهمختلف،صنایعدرویژه ایجایگاهخوردگی،برابر

بهجرمنمی تواندواستآن هااصلیچالش هایازیکیهمچنانآلیاژها،اینسطحازنیکلیون هایلیچینگیاآزادسازیحال،اینبا.بوده اندنویدبخش
وسلولیسمیتالتهاب،حساسیت،چونعوارضیبروزوجبموآوردوجودبههاآن زیست سازگاریدرموردنگرانی هاییشده،زیستینامطلوبواکنش های

.داردزیست پزشکیکاربردهایدرآلیاژهااینپتانسیلگسترشوبه کارگیریدرمهمینقشسطح،اصلاح،لذا.شودسرطانحتی
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مورفولوژیاب Ti/TiN/TiAlNوTi/TiNهچندلایپوشش های•
-لنیکزیرلایهرویبرموفقیت آمیزبه طورمتراکم،ویکنواخت

.شدنددادهرسوبتیتانیوم
به هاپوششخوبچسبندگیبهمنجرتیتانیوممیانیلایهوجود•

دیلتعوپسماندتنش هایکاهشباهمچنینلایهاین.شدزیرلایه
گیریجلوپوشششدنلایه لایهازحرارتی،انبساطضریباختلاف

.استکرده
،دادندافزایشقابل توجهیبه طورراسطحسختیپوششدوهر•

 < Ti/TiN/TiAlN > Ti/TiNصورتبهسختیترتیببه طوری که

NiTi شدشاهدهم.
یهزیرلابهنسبتشدهدادهپوششنمونهدوهرخوردگیمقاومت•

NiTi پوشش.استیافتهبهبودپوشش،دونبTi/TiN و
Ti/TiN/TiAlN،رمقادیتاترتیببهراخوردگیجریاندانسیته

کاهشپوششبدوننمونهبهنسبتبرابر28و12چشمگیر
.داده اند

محدودهدرودادهتشکیلراپسیوپایدارترین،Ti/TiNپوشش•
برابردرمستحکمسداین،ولت1حدودتا-7/0پتانسیلگسترده
.استکردهحفظراخوردگی

وخوردگینرخکمترینبودندارابا،Ti/TiN/TiAlNپوشش•
وAl2O3تشکیلبه واسطههمچنینوبار،انتقالمقاومتبیشترین

واکنشپیشرفتسطحی،آسیبازپسترمیمیخودقابلیت
مقاومتخاصیتبهبوددررانتیجهبهترینوکردهکنترلراخوردگی
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مراحل فرآیند پوشش دهی. 1شکل 

پارامترهای فرآیند پوشش دهی. 1جدول 

CAE-PVDتصویر شماتیک فرآیند پوشش دهی . 2شکل 
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Ti/TiNبا پوشش  NiTi( بدون پوشش بNiTi( الف. 3شکل 

Ti/TiN/TiAlNپوششاب NiTi(پ

سطح مقطع پوشش ( بTi/TiNسطح پوشش( الف: FE-SEMتصاویر . 4شکل 
Ti/TiNسطح پوشش ( پTi/TiN/TiAlN سطح مقطع پوشش ( ت

Ti/TiN/TiAlN

EDSنتایج آنالیز . 5شکل 

 Ti/TiN/TiAlNو Ti/TiNالگوهای پراش پوشش های . 6شکل 

NiTiر روی زیرلایه ب

نمونه ها پس از تست راکول سی برای سنجش OMتصاویر . 7شکل 
چسبندگی پوشش به زیرلایه

نمودار سختی ویکرز نمونه ها. 8شکل 

دقیقه غوطه وری 30منحنی های پلاریزاسیون پس از . 9شکل 
PBSدر محلول 

EISنمودار نایکوئیست تست . 10شکل 

EISنمودار بُد و بد فاز تست . 11شکل 
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Rs CPEdl

Rct

Element Freedom Value Error Error %

Rs Free(+) 144.6 1.9124 1.3225

CPEdl-T Free(+) 1.3412E-05 2.1076E-07 1.5714

CPEdl-P Free(+) 0.93167 0.003949 0.42386

Rct Free(+) 1.4192E06 6.2449E05 44.003

Chi-Squared: 0.019463

Weighted Sum of Squares: 1.9074

Data File: C:\Users\MhM\Desktop\kazemi\kazemi 1\edi

ted\TiN.z

Circuit Model File: C:\Users\MhM\Desktop\Photocatalysis\EIS\

New folder\shift\Bare.mdl

Mode: Run Fitting / Freq. Range (0.001 - 1000000)

Maximum Iterations: 1000

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus
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